






















专利名称(译) 像素单元及其制造方法，发光装置和显示装置

公开(公告)号 US9911795 公开(公告)日 2018-03-06

申请号 US15/038183 申请日 2015-10-20

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

[标]发明人 HOU WENJUN
LIU ZE

发明人 HOU, WENJUN
LIU, ZE

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/00 H01L51/56

CPC分类号 H01L27/3246 H01L51/001 H01L51/56 H01L51/0005 H01L2227/323

优先权 201410646200.4 2014-11-14 CN

其他公开文献 US20160293683A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明公开了一种像素单元，包括限定像素区域的像素限定层，位于像
素区域中心区域内的第一电极，形成于像素区域内部的有机发光显示装
置功能层第一电极和形成在有机发光显示装置功能层上的第二电极，有
机发光显示装置功能层的底平面的面积大于上表面的面积第一个电极。
像素限定层包括具有环形结构的第一和第二像素限定部分，第一像素限
定部分具有限定像素区域的内侧表面，第二像素限定部分具有与内侧表
面接触的外侧表面第一像素限定部分的第一像素限定部分，并且设置在
第一电极周围。第一像素限定部分的厚度大于第二像素限定部分的厚
度。
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